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１．概要（Summary） 

医療用の圧力センサーデバイスの構造及び作製プロ

セス開発を行っている。ガラス基板を用いたデバイス構造

開発において、ガラス基板の表面をドライエッチングして

Cavityを形成するプロセス開発を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

磁気中性線放電ドライエッチング装置 

 

【実験方法】 

ガラスウェハーの表面に対して磁気中性線放電ドライ

エッチング装置を用いたパターンエッチングを行い、

Cavity 構造を作製した。エッチングガスとして C4F8、Ar

を利用し、テスト実験を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 エッチング後の表面イメージを Fig. 1に示す。 

 エッチングレートは約 500 nm/minで、比較的速い速度

でエッチングが行われ、エッチング後はきれいな表面が現

れた。速いエッチングレートでは、深さ制御での制限があ

り、エッチングレートの面内誤差も比較的大きい。今後、

薄い Cavity を作製するためには、エッチングレートを低

下させてエッチング深さをより制度よく制御する必要があ

る。低レートの条件を検討するための実験をこれから実施

する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Surface images of patterned glass wafer. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent）  

 なし。 

  

 


